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１．概要（Summary）

プラスチック表面へ微細構造を形成し、高機能・高付加

価値の付与を図る研究を行っている。微細構造の形成に

は、マイクロマシニングで製造した金型をプラスチック基板

へ転写する方法を検討している。本件は、金型の試作に

おけるマスクアライナによるレジストモールドを作製するた

め、早稲田大学ナノライフ創新研究機構の機器を利用し

た。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

両面マスクアライナ

【実験方法】

① レジストモールドの作製

・スピンコーターでフォトマスク基板上へ SU-8 を塗膜し、

プリベークした。両面マスクアライナにて、治具で所望の

角度に傾斜させたフォトマスクの裏面よりマイクロパターン

を露光し、ポストベーク、現像を行い UV 非感光部のレジ

ストを除去した。最後に離型剤を塗膜・固定化処理を行い

レジストモールドが完成した。

②PDMS チップの作製

・今回作成したレジストモールドを評価するため、PDMS
チップを作製した。PDMS の主材：硬化剤を 10:1 の割合

で混合し、レジストモールド上へ充填した。次に、真空ポ

ンプにて脱泡処理を行い、インキュベータにて PDMS を

硬化させた。最後に切り出してPDMSチップが完成した。

３．結果と考察（Results and Discussion）
先述の手法により作製した PDMS チップの SEM で観

察した。（Fig.1）目標の傾斜角度であることを確認した。

Fig.1 PDMS chip
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